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Willkommen zur 25. Ausgabe der AR NEWS, die Ausgabe zu unserem 20. Firmenjubilaum. Im neuen Layout
mochten wir Sie wieder Uber die Weiterentwicklung des Unternehmens und seiner Forschung informieren:

[. 20 Jahre Allresist — eine Entwicklung vom
MBO zum Unternehmen der Excellence

Als wir vor genau 20 Jahren die Allresist GmbH
nach dem Modell des Managements-Buy-Out
(MBO) grindeten, hatten wir Enthusiasmus, gute
Ideen und den Willen, etwas Grol3es schaffen zu
wollen. Der Start gelang mit den ,aften” Mikro-
elektronik-Kunden, von denen viele auch heute
noch zu unseren Key Account-Kunden zahlen: CiS
Erfurt, Photronics MZD Dresden; TDK-EPC (Aktiv
Sensor) Stahnsdorf, POG Gera, IHP Frankfurt/O.
ua. Die Verkaufszahlen der Resists konnten jedes
Jahr etwas erhoht werden. Durch wissenschaftliche
Projekte wurden zusatzliche Mittel eingelobt. Da-
mit waren wir in der Lage, das gesamte Know-how
und die Arbeitsplatze zu sichern.

Mit dem neuen, eigenen Gebdude in Strausberg
schufen wir die Voraussetzungen fur ein erfolgrei-
ches Unternehmen. Die Zertifizierung nach DIN
EN ISO 9001 war die selbstverstandliche Grundla-
ge fUr optimierte Prozesse.

2006 lernten wir das EFQM-Modell (European
Foundation for Quality Management) kennen.
Die Geschiftsfuhrung erkannte, dass eine nach-
haltige, sowohl wirtschaftliche als auch soziale
Entwicklung gemal3 den acht Grundkonzepten
der Excellence, insbesondere dem Interessenaus-
gleich aller Partner und verbunden mit der
RADAR-Logik, gro3e Entwicklungschancen bietet.
Mit diesem Modell begann 2007 die gezielte und
systematische Unternehmensentwicklung.

Abb. I: Allresist-Team 1995 vor dem alten Gebaude in Berlin

Auf dieser Basis hat sich das Team ein vorwarts-
treibendes Leitbild geschaffen, das neben einer
klaren Vision mit Meilensteinen bis 2020 auch
gemeinsame Grundwerte und eine Mission fur
die Kunden beinhaltet.

Vision: ,Allresist ist 2015 die Nr. | fur kunden-
spezifische Photoresists und weltweit etablierter

E-Beamresist-Produzent. Wachsenden Markterfolg
erreichen wir mit begeisterten Mitarbeitern und
durch exzellente Kundenpartnerschaften.”

In den folgenden Jahren wurde der Markt detail-
liert analysiert, die Kernkompetenzen und das Al-
leinstellungsmerkmal gescharft und die
Beziehungen zu unseren Kunden auf ein noch
héheres Niveau gehoben. Inzwischen betreuen 5
Kundenberater unsere Kunden und pflegen ein
sehr personliches Verhdltnis, das sich auch in ho-
hen Kundenzufriedenheitswerten widerspiegelt.
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Abb. 2: Allresist-Neubau 1999 in Strausberg

Ein emotionaler Hohepunkt fir uns war die Ver-
leihung von ,Deutschlands Kundenchampions
2010". Dort wurden viele unserer Kunden (sicher
erinnern sich noch einige von lhnen) befragt und
wir erhielten dort sehr gute Bewertungen unse-
rer Leistungen, so dass es fur den 3. Platz reichte.

Entsprechend der 8 Grundkonzepte wurden die
Mitarbeiter als das wichtigste Know-how ,ins Boot
geholt®, wissenschaftliche Partnerschaften zum ge-
genseitigen Nutzen geschmiedet und die Belange
von Umwelt und Gesellschaft im hohen Mal3e be-
rucksichtigt. Auch ist Allresist umweltzertifiziert
und Umweltpartner des Landes Brandenburg.

Abb. 3: Qualititspreis-Verleihung im Roten Rathaus 2010

Anerkennung und Wirdigung auf unserem Weg
zur Exzellenz erfuhren wir durch die Auszeich-
nungen und Preise bei den Wettbewerben um
wirtschaftliche Spitzenleistungen. Nach der Aus-
zeichnung beim Ludwig-Erhard-Preis (LEP) 2009
und der Verleihung des Qualitdtspreises Berlin-
Brandenburg 2010 hoffen wir, in diesem Jahr die
,grof3e LEP-Trophde" mit nach Hause nehmen zu
konnen. Die Entscheidung Uber die Platzierung
wird am 26. November zur feierlichen Preisver-
leihung in Berlin offiziell bekannt gegeben.

Der Ludwig-Erhard-Preis entspricht dem Gewinn
der Deutschen Meisterschaft. Dies wirde zeigen,
dass Allresist auf dem Weg zur Excellence weit
vorangeschritten ist.

2. Erfolgreiches Assessment beim Vorortbesuch

Bereits 2009 entschlossen wir uns, 2012 wieder
am Ludwig-Erhard-Preis-Verfahren teilzunehmen.
Die 7/5-seitige Bewerbungsbroschtre, in der All-
resist ihre Entwicklung entlang den 9 Kriterien
des EFOM-Modells darstellte, fand schon im Vor-
feld Anerkennung. Der Mehrwert der Arbeit ent-
steht durch Reflexion des Erreichten. Es zwingt
einen das Begonnene konsequent umzusetzen
und immer wieder auf den Prifstand zu stellen.

Am 3. September erschienen unsere funf Asses-
soren gut vorbereitet und lieBen sich zundchst
das Unternehmen und die Prozesse vorstellen.
Dann begannen die Interviews zu den 9 Kriterien.
Das Allresist-Team wurde in mehrere Gruppen
aufgeteilt und themengebunden zwei lange Tage
von den Assessoren befragt. Der dritte Tag blieb
fur gezielte Nachfragen und der vierte war der
Fertigstellung des Abschlussberichtes vorbehalten.

Alle Gesprache fanden in einer freundlichen und
wertschatzenden Atmosphdre statt, selbst die
Facharbeiter, die sich vor dem Termin etwas
furchteten, waren mit dem Assessment und sich
selbst zufrieden. Der Teamleiter Heinz Neppach
stellte die markantesten Starken und wenigen Po-
tentiale vor und konnte bei der Abschlussprdsen-
tation ein gutes Ergebnis fur uns prophezeien.

Wir danken allen Assessoren fur ihre tolle, eh-
renamtliche Arbeit. Durch sie haben wir eine
sehr professionelle AuB3ensicht und wertvolle An-
regungen fur unsere Weiterentwicklung erhalten.

Abb. 4 und 5: Allresist-Team mit seinen LEP-Assessoren
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3. Projekt VEGAS eingereicht

Mit der Vollendung des 20. Jahres von Allresist
wurde das 20. wissenschaftliche Projekt einge-
reicht. Im Rahmen des Vereins ,Sichere Identitdt
Berlin-Brandenburg”, dessen Mitglied Allresist ist,
wurde das Projekt ,Verfahren und Gerdte fur
elektronisch verdnderbare Anzeigesysteme auf
Karten mit Sicherheitsmerkmalen® (VEGAS) initi-
iert. Die Partner in dem Projekt sind die Firma
Luth und Dtumchen in Berlin, die TU Berlin und
die Fraunhofer Gesellschaft IAP Golm. Die Ziele
lassen sich wie folgt beschreiben:

Plastikkarten begleiten in Form von Ausweiskarten,
Chipkarten, Kreditkarten und anderen unser tdgli-
ches Leben. Die auf der Karte dargestellte Informa-
tion unterliegt jedoch hdufig einer zeitlichen
Befristung, was zu wiederholten Neuausstellungen
von Karten fuhrt und mit Folgen fur die Umwelt,
Mehrkosten durch Logistik, und unflexiblere Nut-
zungsszenarien einhergeht. Ziel des Projektes ist es,
ein System einschlieBlich einer neuen Generation
von Plastikkarten — sogenannter SmartCards — zu
entwickeln, mit dem es mdglich ist, diese Karten
mehrfach mit visuell erfassbaren Informationen zu
versehen. Dabei sollen auch marktrelevante Kosten-
aspekte, wie bspw. Herstellung, Inverkehrbringung
und Kompatibilitéit Beriicksichtigung finden.

Die Abbildung 6 zeigt eine solche SmartCard.
Unschwer ist die Komplexitdt der Kartenherstel-
lung zu erkennen. Die Aufgabe fur Allresist - und
jetzt wird es wieder fur unsere Anwender inte-
ressanter - ist die ,Entwicklung funktionaler
Strukturlacke". Als Teilaufgaben stehen die Ent-
wicklung von leitfdhigen, organischen Schichten,
3D-Strukturen fur dicke Schichten und nur im Inf-
rarot erkennbare Lackstrukturen vor uns.

Die leitfdhigen Schichten sollen Uber die Auslese-
funktion der Karte beschichtet werden. Nach
dem Kontaktieren der Schicht kann dann eine va-
riable Spannung angelegt werden, die das unbe-
fugte Auslesen der Daten verhindert und damit
ein zusatzliches Sicherheitsmerkmal darstellt.

Das Einlesen der Information in die SmartCard er-
folgt Uber eine zu konzipierende Beschreibeeinheit.
Dabei wird ein elektrisches Feld entsprechend der
zu Ubertragenden Information aufgebaut (z.B. ein
Schriftzug oder ein Bild) und dann durch eine An-
ndherung von wenigen |00-um auf die SmartCard
Ubertragen. Die Pixel der Beschreibeeinheit wer-
den durch einen dicken Resist strukturiert. Die Pi-
xel sind im einfachsten Fall gerade Saulen von 10 —
20 um Hohe. Es kdnnte auch sein, dass konische
Zylinder die elektrischen Felder besser auf die Kar-
te Ubertragen. Diese Strukturveranderung muss
mit dem Resist realisierbar sein.

Ein weiteres Sicherheitsmerkmal sind nur im Inf-
rarot (IR) erkennbare Strukturen. Entsprechende
IR-Farbstoffe werden in die Resists gemischt und
mit unterschiedlichen Methoden auf die Karte
aufgetragen bzw. strukturiert. Bei einer Prifung
der Echtheit der Karte erzeugen solche Merkmale
eine erhohte Sicherheit.

Abb. 6: Multifunktionelle SmartCard

Falls bei den Lesern unserer AR NEWS &hnliche
Aufgabenstellungen bestehen, wurden wir uns
Uber lhre Interessensbekundung freuen und diese
in unsere Arbeiten integrieren.

4. Unsere Neuentwicklungen - erste Ergebnisse

4.1. PMMA-Resists mittels chemischer Verstirkung
vernetzt

Neben unserem etablierten negativ arbeitender
Photoresist auf PMMA-Basis SX AR-N 4800/ 16,
(der in wasserfreien Losemitteln entwickelbar ist
und sich daher fur feuchtigkeitsempfindliche Sub-
strate eignet), kdnnen wir zukUnftig einen ent-
sprechenden CAR-PMMA-Lack anbieten. Das
neue Resistsystem zeichnet sich durch eine um
den Faktor 20 gesteigerte Empfindlichkeit aus, als
Entwickler eignet sich der X AR 300/74.1 oder
andere Losemittelgemische.

Die mit der Ublichen Photolithographie (Belich-
tungswellenldange 300 — 440 nm, damit auch fur
g-line-Geradte geeignet) strukturierbaren PMMA-
Lacke lassen sich sehr gut in Zweilagensystemen
mit Photoresists einsetzen. Damit wére z.B. die
Herstellung von Lichtwellenleitern moglich, da
sich die optischen Eigenschaften des PMMA’s
durch die vernetzenden Zusdtze zum Resist
kaum verandern. Ein selektives Removing bei
dem Zweilagensystem ist sowohl fir den PMMA-
als auch fur den Photoresist moglich.
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4.2. Verbessertes Trocknungsregime des Negativ-
resist AR-N 4400

Fur das neue Projekt VEGAS werden sdulenfor-
mige Resiststrukturen einer (Schicht-)Dicke von
0 bis zu 60 um bend&tigt. Diese Sdulen sollten
sich streng zylinderférmig herstellen oder ggf. sich
auch konisch nach unten verengen lassen.

Abb. 7: 40-pm-Strukturen mit optimierter Trocknung beim CAR 44

Um diese Variabilitdit zu erzielen, wurde das
Trocknungsregime fur die AR-N 4400 (CAR 44)
optimiert. Senkrechte Flanken wurden durch eine
mehrstufige Beschichtung erreicht. Eine vierfache
Beschichtung von jeweils [0 um mit einer Tempe-
rung nach jedem Schritt ergab eine Schichtdicke
von 40 pm. Durch diese Art der Beschichtung
wird die sonst Ubliche und stérende Randwulst
fast vollig vermieden. Die Entwicklungsgeschwin-
digkeit erwies sich Uber die gesamte Schichtdicke

als konstant, damit resultierten senkrechte Struktu-
ren. Durch eine gezielte Verdanderung der Tempe-
rzeiten der einzelnen Teilbeschichtungen kann ein
leichter Unterschnitt eingestellt werden. Dazu
werden die unteren Schichten kurzer getrocknet.

Durch Mehrfachbeschichtung (bis zu 4-fach)
werden mit dem AR-N 4400-25 Schichtdicken
von etwa 100 Mikrometer und bei Verwendung
von AR-N 4400-50 sogar 150 Mikrometer er-
reicht, die aufgrund der gleichmaBigen Verteilung
des Restlosemittelgehaltes senkrechte Profile der
Strukturen erlauben. Zusammen mit dem weiter-
hin einfachen Removing bieten sich somit Appli-
kationen besonders im galvanischen Bereich an.

4.3. Empfindlichkeitssteigerung des AR-N 4240
durch neue Vernetzer

Der Negativ-Photoresist  AR-N 4240 gehort
schon lange zu unseren erfolgreichen Standard-
produkten. Durch eine Rezepturoptimierung un-
ter Einsatz eines neuen Vernetzers kénnen wir
jetzt eine Variante anbieten, die sich durch eine
gesteigerte  Empfindlichkeit um den Faktor 30
auszeichnet. Fur den neuen Resist empfehlen wir
die Verwendung eines starkeren Entwicklers.

Die neuen lichtempfindlichen Bisazide wurden im
Rahmen eines Innovationsgutscheines gemeinsam
mit dem IDM e.V. Teltow entwickelt.

Wir hoffen, dass auch fur Sie Anregungen dabei waren und ermutigen Sie ausdrtcklich, sich frihzeitig
einzumischen und uns lhre Winsche und Anforderungen mitzuteilen.

Die nachste Ausgabe der AR NEWS werden wir lhnen wieder im April 2013 vorstellen.
Bis dahin winschen wir Ihnen und uns viel Erfolg.

Strausberg, 16.10.2012
Matthias & Brigitte Schirmer
Im Team der Allresist
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